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Abstract (en)
[origin: US4116714A] Semiconductor materials are cleaned after silica polishing by treatment with an aqueous phosphoric acid containing solution
followed by rinsing in water. The treatment dissolves the silica sols so that they are removed from the semiconductor surface.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Entfernung von Siliciumdioxidrückständen von einer Halbleiteroberfläche. Halbleitermaterialien
werden nach dem Polieren mit einem siliciumdioxidhaltigen Poliermittel mit einer wässrigen Phosphorsäurelösung und gegebenenfalls einer
Schwefelsäurelösung behandelt und mit einer Ammoniumhydroxidlösung und deionisiertem Wasser gespült, um kolloidales Siliciumdioxid zu lösen
und von der Halbleiteroberfläche zu entfernen. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß kolloidale oder amorphe
Siliciumdioxidrückstände von der Halbleiteroberfläche entfernt werden.
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